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　　【摘　要】　本工作首先采用化学刻蚀法制备出各种特征的多孔硅, 然后通过扫描电镜 (SEM )
技术, 对多孔硅的表面形貌进行了表征, 并分析了多孔硅表面微结构的形成过程。
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M orpholog ica l Stud ies of Porous Sil icon Surface
Form ed By Cehm ica lly Etch ing
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【Abstract】　M o rpho logical studies of po rous silicon surfaces, fo rm ed by chem ically etch ing, w ere car2
ried ou t. Scann ing electron m icro scopy (SEM ) w as used to characterize surface featu res of po rous silicon.
T he fo rm ing p rocess of po rous silicon m icro structu res is discussed based on SEM resu lts.
【Key words】　po rous silicon; chem ical etch ing; su rface mo rpho logy; m icro structu re
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1 7612 543 01015～ 010075 〈100〉 P
2 7612 525 35190 〈100〉 P
3 7612 396 01015～ 010075 〈111〉 P
4 15214 325 1 〈100〉 P
　　将硅片 (约112×112cm ) 放入盛有50m l 预先配






进行扫描电镜 (SEM ) 的分析。所用仪器为日本生产
的日立 S—520型扫描电镜, 所采用的激发电位在10














1 30m in 1 1 1 — 1
2 60m in 1 1 1 — 1
3 60m in 2 1 — 2 1
4 120m in 3 1 — 2 1




p (100) 硅样品后得到的多孔结构形貌图, 详细实验
条件见表2。由于刻蚀液中没有加入乙醇, 硅样品的
表面可见大量的气泡逸出, 导致硅样品悬浮在液面







的 SEM 表面形貌图 (不加乙醇)









象。进一步的A FM 分析表明, 孔洞周围的基体为网
络状结构, 上面密集地分布着孔径大小在10纳米左
右的微孔。图3 (a) 显示了在刻蚀液中加入50% 的乙














SEM 表面形貌图 (加50% 乙醇)
　　图4为化学刻蚀 p (111) 3# 样品120分钟后得到
的多孔硅结构形貌图, 详细的实验条件见表2。图中
显示的孔洞呈典型的网络状结构, 孔径范围约为013











个等级, 即小孔 (< 013Λm ); 中孔 (013～ 015Λm ); 和











































生 (见图2 (a) )。遗憾的是植入37天后的试样因处死
时手术不当造成骨折而无法观察。植入60天后观察
到骨生长已直接发生在涂层表面, 形成了骨组织生











善[6 ] , 加之, 该涂层较通常方法合成的 HA 陶瓷具有





外, 尚有部分 Β2Ca3 (PO 4) 2等相[5 ] , 这是导致局部区
域降解发生的主要原因[8 ]。降解成分 (为 Ca3+ 、PO 3-4
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